
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射 順次積層してあ
り、前記高輝度インキ反射層が少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、ま
たはセルロース誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有し、かつ、印刷法で部分的に
設けられている転写箔を作成する工程、（ｂ）該転写箔を、複数のカードを面付けした大
判状態、又は長尺のウェブ状態のカード基材の、少なくとも一方の面へ全面転写し、転写
基材のみを剥離する工程、（ｃ）転写基材が剥離されて露出した剥離層上へ、プライマ層
を介して、半硬化状態のＵＶアンカー層を形成する工程、（ｄ）該半硬化状態のＵＶアン
カー層上へ、オフセット印刷法で印刷層を形成し、該ＵＶアンカー層とオフセット印刷層
を同時に硬化する工程、（ｅ）カードサイズへ打抜いてカードとする工程、からなること
を特徴とする光回折層を有するカードの製造方法。
【請求項２】
上記転写箔が転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層を順次積層
したもので、全面転写法がラミネート転写法であることを特徴とする請求項１に記載の光
回折層を有するカードの製造方法。
【請求項３】
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層を

上記転写箔が転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層に加え、さ
らに接着層を順次積層したものであることを特徴とする請求項１に記載の光回折層を有す
るカードの製造方法。



【請求項４】
（ａ）転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射 順次積層してあ
り、前記高輝度インキ反射層が少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、ま
たはセルロース誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有し、かつ、印刷法で部分的に
設けられている転写箔を作成する工程、（ｂ）該転写箔を、複数のカードを面付けした大
判状態、又は長尺のウェブ状態のカード基材の、少なくとも一方の面へ全面転写し、転写
基材のみを剥離する工程、（ｃ）転写基材が剥離されて露出した剥離層上へ、プライマ層
を介して、半硬化状態のＵＶアンカー層を形成する工程、（ｄ）該半硬化状態のＵＶアン
カー層上へ、オフセット印刷法で印刷層を形成し、該ＵＶアンカー層とオフセット印刷層
を硬化する工程、（ｅ）カードサイズへ打抜いてカードとする工程、から製造されてなる
ことを特徴とする光回折層を有するカード。
【請求項５】

【請求項６】
上記高輝度インキ反射層が、光回折層の回折画像及び／又は印刷絵柄と、同調して設けら
れていることを特徴とする請求項 に記載の光回折層を有するカード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カードに関し、さらに詳しくは、光回折層、透明反射層、及び高輝度インキ反
射層を有する転写箔を、カード基材へ全面転写して設け、さらに光回折層上へオフセット
印刷層を設けた光回折層を有するカード、及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
（技術の概要）光回折層をカードに設けるには３つ大きな障害があり、これらを解決する
３つの技術を組み合わせることで、実用に耐える光回折層を有するカード、及びその製造
方法を見出した。第１は、光回折層の意匠性を高めるための部分的（絵柄的）な金属光沢
の反射層を、印刷法で設けること。第２は、カード基材への転写作業を１枚１枚毎の作業
から、複数枚数へ連続作業で全面転写すること。第３は、光回折層上へ設けるオフセット
印刷が、ＵＶアンカー層を設けることで強固に接着すること。以上の３つの技術を組み合
わせることで、コストが押さえられて、大量生産することができ、意匠性及びセキュリテ
ィ性の高いカードが得られる。
【０００３】
（従来技術）従来、光回折層を有する転写箔の金属光沢を有する反射層は、通常、真空成
膜法で金属の薄膜を全面に形成することが、知られている。しかしながら、真空成膜法は
特殊な真空設備を必要とする。また、意匠的に高めるために、部分的な反射層を設けるに
は、一旦、真空成膜法で金属薄膜の全面反射層を設けた後に、別工程で、レジストを印刷
しエッチングするので、小ロット生産に向かず、また、コストがかかるという欠点がある
。
さらに、該転写箔を用いて、剥離層／光回折層／反射層／接着層をカード基材へ転写する
には、ホットスタンプ（箔押し）法で部分的に転写する方法が、知られている。しかしな
がら、カード１枚毎に転写作業をするために、安価に大量生産ができないという問題点が
ある。
さらにまた、カード基材へ転写した後は、剥離層面が露出するので、該剥離層面へはオフ
セット印刷が難しいという欠点がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明はこのような問題点を解消するためになされたものである。その目的は、
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層を

上記転写箔が転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層に加え、さ
らに接着層を順次積層したものであることを特徴とする請求項４に記載の光回折層を有す
るカード。

４または５



既存設備で安価に、大量生産ができ、反射層と印刷絵柄とを同調して設けることで、意匠
性が高く、かつ、セキュリティ性の高い光回折層を有するカード、及びその製造方法を提
供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、請求項１の発明に係わる光回折層を有するカードの製造方
法は、（ａ）転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射 順次積層
してあり、前記高輝度インキ反射層が少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネー
ト、またはセルロース誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有し、かつ、印刷法で部
分的に設けられている転写箔を作成する工程、（ｂ）該転写箔を、複数のカードを面付け
した大判状態、又は長尺のウェブ状態のカード基材の、少なくとも一方の面へ全面転写し
、転写基材のみを剥離する工程、（ｃ）転写基材が剥離されて露出した剥離層上へ、プラ
イマ層を介して、半硬化状態のＵＶアンカー層を形成する工程、（ｄ）該半硬化状態のＵ
Ｖアンカー層上へ、オフセット印刷法で印刷層を形成し、該ＵＶアンカー層とオフセット
印刷層を同時に硬化する工程、（ｅ）カードサイズへ打抜いてカードとする工程、からな
るようにしたものである。本発明によれば、既存設備で製造でき、かつ、小ロット生産に
対応でき、コストが安い光回折層を有するカードの製造方法が提供される。請求項２の発
明に係わる光回折層を有するカードの製造方法は、

上記転写箔が転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝
度インキ反射層を順次積層したもので、全面転写法がラミネート転写法であるようにした
ものである。本発明によれば、既存設備で製造でき、接着層の形成と転写（ラミネート）
が同一工程でできる、かつ、小ロット生産に対応でき、コストが安い光回折層を有するカ
ードの製造方法が提供される。

請求項 の発明に係わる光回折層を有するカードは、（ａ）転写基
材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射 順次積層してあり、前記高輝
度インキ反射層が少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセルロー
ス誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有し、かつ、印刷法で部分的に設けられてい
る転写箔を作成する工程、（ｂ）該転写箔を、複数のカードを面付けした大判状態、又は
長尺のウェブ状態のカード基材の、少なくとも一方の面へ全面転写し、転写基材のみを剥
離する工程、（ｃ）転写基材が剥離されて露出した剥離層上へ、プライマ層を介して、半
硬化状態のＵＶアンカー層を形成する工程、（ｄ）該半硬化状態のＵＶアンカー層上へ、
オフセット印刷法で印刷層を形成し、該ＵＶアンカー層とオフセット印刷層を硬化する工
程、（ｅ）カードサイズへ打抜いてカードとする工程、から製造されてなるようにしたも
のである。本発明によれば、高輝度インキ反射層で部分的な金属調反射を有する光回折画
像が得られて、意匠性が高く、かつ、目視で容易に真偽が判定でき、カラーコピーで偽造
しにくくセキュリティ性の高く、さらに、既存設備で製造でき、かつ、小ロット生産に対
応でき、コストが安い光回折層を有するカードが提供される。

請求項 の発明に係わる光回折層を有するカードは、
上記高輝度インキ反射層が、光

回折層の回折画像及び／又は印刷絵柄と、同調して設けられているようにしたものである
。本発明によれば、印刷絵柄と同調した光回折画像が得られるので、さらに意匠性が高く
、かつ、目視で容易に真偽が判定でき、カラーコピーでさらに偽造しにくくセキュリティ
性が高い光回折層を有するカードが提供される。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明の実施態様について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
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層を

請求項１に記載の光回折層を有するカ
ードの製造方法において、

請求項３の発明に係わる光回折層を有するカードの製造方
法は、請求項１に記載の光回折層を有するカードの製造方法において、上記転写箔が転写
基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層に加え、さらに接着層を順次
積層したものである。 ４

層を

請求項５の発明に係わる光
回折層を有するカードは、請求項４に記載の光回折層を有するカードにおいて、上記転写
箔が転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層に加え、さらに接着
層を順次積層したものである。 ６ 請求
項４または５に記載の光回折層を有するカードにおいて、



（カード）近年、社員証・会員証・学生証などのＩＤカード、ギフト券、入場証、通行証
、サービスポイントなどの、一定の金額を払い込んだ（プリペイドという）権利や資格な
どを証明する媒体が増加している。これらカードには、不可視および可視の情報が記録ま
たは表示されている。該情報によって有効な使用者が認証され、多種多様の用途に使用で
きる。不可視情報は、磁気記録部・ＩＣチップ・光記録部などへ記録され、可視情報は、
印刷・刻印・顔写真・印字などで表示されている。該媒体は一定の経済的価値や効果を持
つため、不正に偽造、変造、不正使用することが絶えない。特に、カラーコピー機の精度
向上が著しく、各種の媒体類の偽造を容易にしている。これを防止するため各種の偽造防
止手段が施されている。一方、カード券面は意匠性が求められ、多様化している。すなわ
ち、物体としてのカード自体（使用者に固有の情報が記録または表示されていないカード
で、白カード又は生カードと呼ぶ）の種別（券種）も増加して、多種類の白カード券種が
ある。
【０００７】
該白カードの状態では実使用できず、上記の不可視および可視の情報が、記録または表示
されて、始めて使用が可能となる。すなわち、高意匠性とセキュリティ性を合わせて有す
るホログラムなどの光回折層を有する白カードを予め大量生産しておき、使用目的の情報
やカード名などを印刷して表示することで、使用可能なカードとする。光回折層は、カラ
ーコピーでは再現できないので、セキュリティ性が高い。
【０００８】
まず、第１の障害である、光回折層の意匠性を高めるための部分的（絵柄的）な金属光沢
の反射層を、印刷法で設けることを含めて、転写箔の材料、製造方法について、説明する
。
図１は、本発明の１実施例を示すカードの断面図である。
図２は、本発明の他の１実施例を示すカードの断面図である。
（層の構成）図１は、カード基材２１のオフセット印刷層３５側に、転写基材１１／剥離
層１３／光回折層１５／透明反射層１７／高輝度インキ反射層１８／必要に応じて接着層
１９からなる転写箔１を用いて、転写基材１１は剥離し除去して、転写層（剥離層１３／
光回折層１５／透明反射層１７／高輝度インキ反射層１８／必要に応じて接着層１９）の
みを転写する。次に、剥離層１３上へ、必要に応じてプライマ層３１を介して、ＵＶプラ
イマー層３３を設ける。さらに、該ＵＶプライマー層３３へ絵柄や地紋などのオフセット
印刷層３５を設け、さらにまた、必要に応じて保護層３７を設ける。
【０００９】
カード基材２１の裏面には、通常、磁気記録層２３が設けられているが、なくともよい。
該磁気記録層２３面には、必要に応じてプライマ層２５を介して、説明文印刷層２７を設
け、さらに必要に応じて保護層２９を設ける。また、プライマ層２５、説明文印刷層２７
、保護層２９は、用途や要求に応じて適宜設ければよい。また、図２のように、転写層（
剥離層１３／光回折層１５／透明反射層１７／高輝度インキ反射層１８／必要に応じて接
着層１９）を、カード基材に磁気記録層面へ転写し設けてもよく、さらにまた、カード基
材の両面に転写層を設けてもよい。
【００１０】
次に、転写箔とカード本体、及び転写後の印刷などの材料について説明する。図３は、転
写箔の転写層のカード本体への転写方法を説明する説明図である。（転写箔）図３に図示
する図３（Ａ）は転写箔１で、図３（Ｂ）のカード本体３へ転写し、転写基材１１を剥離
し除去する。転写箔１の転写層が、カード基材２１へ転写されて図３（Ｃ）となる。転写
層は剥離層１３／光回折層１５／透明反射層１７／高輝度インキ反射層１８／必要に応じ
て接着層１９からなっている。また、必要に応じて、剥離層１３と光回折層１５との間へ
、保護層を設けてもよい。また、剥離層１３へ保護層機能を付与して剥離性保護層として
もよい。
【００１１】
（保護層）保護層は、転写基材１１と光回折層１５との剥離性を高め、かつ転写基材１１
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の剥離後に光回折層１５を保護する作用を果たす。保護層の材質としては、アクリル系樹
脂、ポリエステル系樹脂、アミド系樹脂、セルロース系樹脂、ビニル系樹脂、ウレタン系
樹脂、オレフィン系樹脂、エポキシ系樹脂等が例示でき、その膜厚は０．５～５μｍが好
適であるが、これらに限定されることはない。
【００１２】
（転写基材）転写基材１１としては、フィルム状のあらゆる材料を用いることが可能であ
り、その材質、厚さ、および光学的特性は限定されず、具体的には、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリイミド、ポリメタクリル
酸メチル、ポリスチレン、ポリカーボネート等の単体あるいは積層体が適用できる。また
、その膜厚は１～１００μｍ、好ましくは４～２５μｍである。
【００１３】
（剥離層）剥離層１３としては、離型性樹脂、離型剤を含んだ樹脂、電離放射線で架橋す
る硬化性樹脂、ワックスなどが適用できる。離型性樹脂は、例えば、弗素系樹脂、シリコ
ーン、メラミン系樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系樹脂、繊維素系樹
脂などである。離型剤を含んだ樹脂は、例えば、弗素系樹脂・シリコーン・各種のワック
スなどの離型剤を、添加または共重合させたアクリル系樹脂、ビニル系樹脂、ポリエステ
ル樹脂、繊維素系樹脂などである。電離放射線で架橋する硬化性樹脂は、例えば、紫外線
（ＵＶ）、電子線（ＥＢ）などの電離放射線で重合（硬化）する官能基を有するモノマー
・オリゴマーなどを含有させた樹脂である。
【００１４】
剥離層１３の形成は、該樹脂を溶媒へ分散または溶解させた組成物インキを、グラビア印
刷、スクリーン印刷などの印刷法、またはロールート、リバースロールコート、グラビア
コート、リバースグラビアコート、バーコート、ロッドコ－ト、キスコート、ナイフコー
ト、ダイコート、コンマコート、フローコート、スプレーコートなどのコーティング方法
で塗布し、温度３０℃～１２０℃で加熱乾燥して、溶剤を除去して剥離層１３を形成させ
る。また、電離放射線で架橋する硬化性樹脂は、そのままの無溶剤、または溶剤へ分散若
しくは溶解した組成物インキを、公知の印刷法またはコーティング法で、少なくとも１部
に塗布し、必要に応じて乾燥し、電離放射線を照射して硬化して形成する。
剥離層１３の厚さは、通常は０．０１μｍ～５．０μｍ程度、好ましくは０．５μｍ～３
．０μｍ程度である。該厚さは欠陥のない被膜が得られれば、薄ければ薄い程良いが、０
．１μｍ以上であればより良い成膜が得られて剥離力が安定する。
【００１５】
（光回折層）光回折層１５は、無色または着色された透明または半透明なもので、単層で
あっても多層状であってもよく、凹凸を注型や型押しで再現できる熱可塑性樹脂、硬化性
樹脂、あるいは、光回折パターン情報に応じて硬化部と未硬化部とを成形することができ
る感光性樹脂組成物が利用できる。具体的には、例えば、ポリ塩化ビニル、アクリル（ポ
リメチルメタクリレート）、ポリスチレン、またはポリカーボネート等の熱可塑性樹脂、
不飽和ポリエステル、メラミン、エポキシ、ポリエステル（メタ）アクリレート、ウレタ
ン（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ポリエーテル（メタ）アクリ
レート、ポリオール（メタ）アクリレート、メラミン（メタ）アクリレート、またはトリ
アジン系アクリレート等の熱硬化性樹脂であり、それぞれの単独、熱可塑性樹脂どうし、
または熱硬化性樹脂同志の混合、もしくは熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂の混合等であって
もよい。ラジカル重合性不飽和基を有し、熱成形性を有するものや、ラジカル重合性不飽
和モノマーを添加した電離放射線硬化性樹脂組成物も利用できる。
【００１６】
また、電離放射線硬化樹脂（光回折層１５）としては、エポキシ変性アクリレート樹脂、
ウレタン変性アクリレート樹脂、アクリル変性ポリエステル等が適用でき、好ましくはウ
レタン変性アクリレート樹脂で、特に下記の一般式で表されるウレタン変性アクリル系樹
脂が好ましい。
【００１７】
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【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ここで、６個のＲ 1は夫々互いに独立して水素原子またはメチル基を表わし、Ｒ 2は炭素数
が１～１６個の炭化水素基を表わし、ＸおよびＹは直鎖状または分岐鎖状のアルキレン基
を表わす。ｌ、ｍ、ｎ、ｏ及びｐの合計を１００とした場合に、ｌは２０～９０、ｍは０
～８０、ｎは０～５０、ｏ＋ｐは１０～８０、ｐは０～４０の整数である。
【００１８】
上記式（１）で表わされるウレタン変性アクリル系樹脂は、例えば、好ましい１例として
、メタクリル酸メチル２０～９０モルとメタクリル酸０～５０モルと２－ヒドロキシエチ
ルメタクリレート１０～８０モル、Ｚとしてイソボルニルメタクリレート０～８０モルと
を共重合して得られるアクリル共重合体であって、該共重合体中に存在している水酸基に
メタクリロイルオキシエチルイソシアネート（２－イソシアネートエチルメタクリレート
）を反応させて得られる樹脂である。
【００１９】
従って、上記メタクリロイルオキシエチルイソシアネートが共重合体中に存在している全
ての水酸基に反応している必要はなく、共重合体中の２－ヒドロキシエチルメタクリレー
ト単位の水酸基の少なくとも１０モル％以上、好ましくは５０モル％以上がメタクリロイ
ルオキシエチルイソシアネートと反応していればよい。上記の２－ヒドロキシエチルメタ
クリレートに代えて又は併用して、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタ
クリルアミド、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレー
ト、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、４
－ヒドロキシブチルアクリレート、４－ヒドロキシブチルメタクリレート等の水酸基を有
するモノマーも使用することができる。
【００２０】
以上の如く、水酸基含有アクリル系樹脂中に存在している水酸基を利用して、分子中に多
数のメタクリロイル基を導入したウレタン変性アクリル系樹脂を主成分とする樹脂組成物
によって、例えば、回析格子等を形成する場合には、硬化手段として紫外線や電子線等の
電離放射線が使用でき、しかも高架橋密度でありながら柔軟性および耐熱性等に優れた回
析格子等を形成することができる。
【００２１】
上記式（１）で表されるウレタン変性アクリル系樹脂は、前記共重合体を溶解可能な溶剤
、例えば、トルエン、ケトン、セロソルブアセテート、ジメチルスルフォキサイド等の溶
媒に溶解させ、この溶液を撹拌しながら、メタクリロイルオキシエチルイソシアネートを
滴下及び反応させることにより、イソシアネート基がアクリル系樹脂の水酸基と反応して
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ウレタン結合を生じ、該ウレタン結合を介して樹脂中にメタクリロイル基を導入すること
ができる。この際使用するメタクリロイルオキシエチルイソシアネートの使用量は、アク
リル系樹脂の水酸基とイソシアネート基との比率で水酸基１モル当たりイソシアネート基
０．１～５モル、好ましくは０．５～３モルの範囲になる量である。なお、上記樹脂中の
水酸基よりも当量以上のメタクリロイルオキシエチルイソシアネートを使用する場合には
、該メタクリロイルオキシエチルイソシアネートは樹脂中のカルボキシル基とも反応して
－ＣＯＮＨ－ＣＨ 2ＣＨ 2－の連結を生じることもあり得る。
【００２２】
上記式（１）におけるＺは、上記のウレタン変性アクリル系樹脂を改質するために導入す
ることができ、例えばフェニル基、ナフチル基等の芳香族環或いはピリジン等の複素芳香
族環を有するモノマー、（メタ）アクリロイル変性シリコーンオイル（樹脂）、ビニル変
性シリコーンオイル（樹脂）等の重合性二重結合基を有するシリコーンオイル（樹脂）、
ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート等の長鎖アルキル基を
有するモノマー、γ‐（メタ）アルコキシプロピルトリメトキシシラン等の珪素含有基を
有するモノマー、２‐（パーフルオロ‐７‐メチルオクチル）エチルアクリレート、ヘプ
タデカフロロデシル（メタ）アクリレート等のフッ素系含有基を有するモノマー等の離型
性を付与するモノマー、イソボルニル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）ア
クリレート、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）ア
クリレート、ＥＯ変性ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート等の嵩高い構造を有する
モノマー、アクリロイルモルフォリン、ビニルピロリドン或いはビニルカプロラクトン等
の環状親水性基を有するモノマー等いずれも用いることができる。
【００２３】
以上の例は、前記一般式（１）において、全てのＲ 1及びＲ 2がメチル基であり、Ｘ及びＹ
がエチレン基である場合であるが、本発明は、これらに限定されず、６個のＲ 1は夫々独
立して水素原子又はメチル基であってもよく、更にＲ 2の具体例としては、例えば、メチ
ル基、エチル基、ｎ－又はｉｓｏ－プロピル基、ｎ－、ｉｓｏ－又はｔｅｒｔ－ブチル基
、置換又は未置換のフェニル基、置換又は未置換のベンジル基等が挙げられ、Ｘ及びＹの
具体例としては、エチレン基、プロピレン基、ジエチレン基、ジプロピレン基等が挙げら
れる。このようにして得られる本発明で使用するウレタン変性アクリル系樹脂の全体の分
子量としては、ＧＰＣで測定した標準ポリスチレン換算の平均分子量が１万～２０万、更
に２～４万であることがより好ましい。
【００２４】
更に、硬化後の電離放射線硬化樹脂層（光回折層１５）の柔軟性、粘度を調整するために
、本発明の電離放射線硬化性樹脂には、通常の熱可塑性樹脂や、アクリル系およびその他
の単官能または多官能のモノマー、オリゴマー等を包含させることができる。例えば、単
官能ではテトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アク
リレート、ビニルピロリドン、（メタ）アクリロイルオキシエチルサクシネート、（メタ
）アクリロイルオキシエチルフタレート等のモノ（メタ）アクリレート、２官能以上では
、骨格構造で分類するとエエポキシ変性ポリオール（メタ）アクリレート、ラクトン変性
ポリオール（メタ）アクリレート等のポリオール（メタ）アクリレート、ポリエステル（
メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、
その他ポリブタジエン系、イソシアヌール酸系、ヒダントイン系、メラミン系、リン酸系
、イミド系、フォスファゼン系等の骨格を有するポリ（メタ）アクリレートであり、紫外
線、電子線硬化性である様々なモノマー、オリゴマー、ポリマーが利用できる。
【００２５】
更に詳しく述べると、２官能のモノマー、オリゴマーとしては、ポリエチレングリコール
ジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペン
チルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレ
ート等、３官能のモノマー、オリゴマー、ポリマーとしてはトリメチロールプロパントリ
（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、脂肪族トリ（
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メタ）アクリレート等、４官能のモノマー、オリゴマーとしては、ペンタエリスリトール
テトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、
脂肪族テトラ（メタ）アクリレート等が挙げられ、５官能以上のモノマー、オリゴマーと
しては、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトール
ヘキサ（メタ）アクリレート等の他、ポリエステル骨格、ウレタン骨格、フォスファゼン
骨格を有する（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【００２６】
官能基数は、特に限定されるものではないが、官能基数が３より小さいと耐熱性が低下す
る傾向があり、光回折層１５の１部に傷が入ったり、レリーフ面が白濁する、また、２０
以上では柔軟性が低下する傾向があるため、特に３～２０官能のものが好ましい。
【００２７】
上記モノマー或いはオリゴマーは、複数を組み合わせて用いてもよい。その使用量は、上
記ウレタン変性アクリル系樹脂１００質量部当たり、５～９０質量部の範囲、好ましくは
１０～７０質量部の割合で使用する。モノマー或いはオリゴマーの使用量が上記範囲未満
では、得られる電離放射線硬化樹脂層の強度、耐熱性、耐擦傷性、耐水性、耐薬品性、基
材１１に対する密着性が十分とはいえず、一方、モノマー或いはオリゴマーの使用量が上
記範囲を超えると表面のタックが高くなり、ブロッキングを引き起こしたり、レリーフホ
ログラムや回折格子等のレリーフ複製時に版（プレススタンパー）に材料の一部が残って
（当業者が版取られと呼ぶ現象）、反復したレリーフ複製性（エンボス性）が低下する等
の点で好ましくない。
【００２８】
さらに、電離放射線硬化性樹脂層（光回折層１５）へレリーフを形成（複製）する際には
、光回折層１５面へ表面に凹凸レリーフが形成されているスタンパ（金属版、又は樹脂版
）を圧着して、該凹凸レリーフを光回折層１５へ形成（複製）する。この時に、スタンパ
が光回折層１５から容易に引き剥がせるように、予め光回折層１５へ離型剤を含有させて
もよい。該離型剤としては、公知の離型剤が適用でき、例えば、ポリエチレンワックス、
アミドワックス、フッ素樹脂パウダー等の固形ワックス、弗素系、リン酸エステル系の界
面活性剤、シリコーン等であり、特に好ましくは、離型剤は変性シリコーンである。具体
的には、変性シリコーンオイル側鎖型、変性シリコーンオイル両末端型、変性シリコーン
オイル片末端型、変性シリコーンオイル側鎖両末端型、トリメチルシロキシケイ酸を含有
するメチルポリシロキサン（シリコーンレジンと称されている）、シリコーングラフトア
クリル樹脂、及びメチルフェニルシリコーンオイル等がある。
【００２９】
変性シリコーンオイルには、反応性シリコーンオイルと非反応性シリコーンオイルがある
。反応性シリコーンオイルとしては、アミノ変性、エポキシ変性、カルボキシル基変性、
カルビノール変性、メタクリル変性、メルカプト変性、フェノール変性、片末端反応性、
異種官能基変性等がある。非反応性シリコーンオイルとしては、ポリエーテル変性、メチ
ルスチリル変性、アルキル変性、高級脂肪エステル変性、親水性特殊変性、高級アルコキ
シ変性、高級脂肪酸変性、フッ素変性等がある。
【００３０】
上記シリコーンオイルの中でも、反応性シリコーンオイルは、電離放射線で硬化時に樹脂
と反応し結合して一体化する。従って、後にレリーフ凹凸が形成された光回折層１５の表
面にブリードアウトし（滲み出）ない。この特徴的な性能は、光回折層１５と、そのレリ
ーフ表面に設けた透明反射層１７との密着性を著しく向上できる。上記離型剤の使用量は
、電離放射線硬化性樹脂１００質量部当たり約０．１～５０質量部の範囲、好ましくは約
０．５～１０質量部の範囲で使用する。離型剤の使用量が上記範囲未満では、プレススタ
ンパーと電離放射線硬化樹脂層との剥離が不十分であり、プレススタンパーの汚染を防止
することが困難である。一方、離型剤の使用量が上記範囲を超えると、組成物の塗工時に
はじきが発生して塗膜面の面が荒れたり、基材又は反射層との密着性が悪くなったり、転
写時に光回折層１５皮膜が破壊（膜強度が弱くなりすぎる）を引き起こすので好ましくな
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い。
【００３１】
さらにまた、硬化後の電離放射線硬化樹脂層（光回折層１５）の、耐熱性、膜強度、及び
透明反射層１７との密着性を向上させるために、本発明の電離放射線硬化樹脂には、予め
有機金属カップリング剤を含有させてもよい。該有機金属カップリング剤としては、公知
のシランカップリング剤、チタンカップリング剤、ジルコニウムカップリング剤、アルミ
ニウムカップリング剤がある。
【００３２】
シランカップリング剤としては、例えば、末端に、ビニル基、エポキシ基、メルカプト基
（チオール基）、アミノ基、水酸基を有するシランカップリング剤などの架橋性のシラン
カップリング剤が適用できる。ビニル基を末端に有するシランカップリング剤としては、
ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシランなどがある。エポキシ基を末端に
有するシランカップリング剤としては、γ‐グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラ
ン、γ‐グリシジルオキシプロピルトリエトキシシラン、γ‐グリシジルオキシプロピル
メチルジメトキシシラン、メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、メタクリロキシ
プロピルトリエトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランなどがあ
る。メルカプト基（チオール基）を末端に有するシランカップリング剤としては、γ‐メ
ルカプトプロピルトリメトキシシラン、メルカプトプロピルトリエトキシシラン、β‐メ
ルカプトエチルメチルジメトキシシラン、などがある。アミノ基を末端に有するシランカ
ップリング剤としては、γ‐アミノプロピルトリエトキシシラン、アミノプロピルトリメ
トキシシラン、γ‐アミノプロポキシプロピルトリメトキシシラン、β‐アミノエチルト
リメトキシシラン、Ｎ‐（β‐アミノエチル）‐γ‐アミノプロピルトリプロピルトリメ
トキシシラン、Ｎ‐（β‐アミノエチル）‐γ‐アミノプロピルトリプロピルメチルジメ
トキシシランなどがある。水酸基を持つものとしては、β－ヒドロキシエトキシエチルト
リエトキシシラン、γ－ヒドロキシプロピルトリメトキシシランなどがある。また、これ
らのシランカップリング剤は、１種単独でも、２種以上併用して使用してもよい。
【００３３】
チタンカップリング剤としては、例えば、テトライソプロピルチタネート、テトラｎ‐ブ
チルチタネート等のチタンアルコキシド、チタンアセチルアセトナート、チタンテトラア
セチルアセトナート等のチタンキレート等がある。
【００３４】
ジルコニウムカップリング剤としては、例えば、テトラｎ‐プロポキシジルコニウム、テ
トラ‐ブトキシ等のジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムテトラアセチルアセトネー
ト、ジルコニウムジブトキシビス（アセチルアセトネート）、ジルコニウムトリブトキシ
エチルアセトアセテート、ジルコニウムブトキシアセトアセトネートビス（エチルアセト
アセてート）等のジルコニウムキレート等がある。
【００３５】
アルミニウムカップリング剤としては、例えば、アルミニウムイソプロピレート、モノｓ
ｅｃ‐ブトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムエチレート等のアルミニ
ウムアルコレート、エチルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレート、アルミニ
ウムトリス（エチルアセトアセテート）等のアルミニウムキレート、環状アルミニウムオ
リゴマー等がある。このような有機金属カップリング剤は、電離放射線硬化性樹脂１００
質量部あたり、０．１～１０質量部の範囲で使用することが好ましい。
【００３６】
上記の電離放射線硬化性樹脂は、レリーフを形成後に、電離放射線を照射して硬化（反応
）させると電離放射線硬化樹脂（光回折層１５）となる。電離放射線としては、紫外線（
ＵＶ）、可視光線、ガンマー線、Ｘ線、または電子線（ＥＢ）などが適用できるが、紫外
線（ＵＶ）、電子線（ＥＢ）が好適である。電離放射線で硬化する電離放射線硬化性樹脂
は、紫外線硬化の場合は光重合開始剤、及び／又は光重合促進剤を添加し、エネルギーの
高い電子線硬化の場合は添加しないで良く、また、適正な触媒が存在すれば、熱エネルギ
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ーでも硬化できる。
【００３７】
光重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベンゾ
イルベンゾエート、αーアミロキシムエステル、テトラメチルメウラムモノサルファイド
、チオキサントン類などが適用できる。また、必要に応じて、光増感剤、光重合促進剤を
添加する。該光増感剤、光重合促進剤としては、公知の光増感剤でよく、例えば、ベンゾ
イン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピル
エーテル、α－メチルベンゾイン、α－フェニルベンゾイン等のベンゾイン系化合物；ア
ントラキノン、メチルアントラキノン等のアントラキノン系化合物；ベンジル；ジアセチ
ル；アセトフェノン、ベンゾフェノン等のフェニルケトン化合物；ジフェニルジスルフィ
ド、テトラメチルチウラムスルフィド等のスルフィド化合物；α－クロルメチルナフタリ
ン；アントラセンおよびヘキサクロロブタジエン、ペンタクロロブタジエン等のハロゲン
化炭化水素、ｎ－ブチルアミン、トリエチルアミン、トリーｎーブチルホスフィンなどが
ある。このような光重合開始剤、及び光増感剤の含有量は、前記ウレタン変性アクリル系
樹脂１００質量部当たり約０．５～１０質量部の範囲で使用することが好ましい。
【００３８】
本発明の電離放射線硬化性樹脂組成物には、上記の各成分に加えて、ハイドロキノン、ｔ
－ブチルハイドロキノン、カテコール、ハイドロキノンモノメチルエーテル等のフェノー
ル類；ベンゾキノン、ジフェニルベンゾキノン等のキノン類；フェノチアジン等：銅類等
の重合防止剤を配合すると貯蔵安定性が向上する。更に、必要に応じて、促進剤、粘度調
節剤、界面活性剤、消泡剤等の各種助剤を配合してもよい。また、スチレン・ブタジエン
ラバー等の高分子体を配合することも可能である。
【００３９】
（光回折層の形成）光回折層１５の形成は、上述した材料を溶剤に溶解または分散させて
、適宜添加剤を添加するなどした組成物インキを、グラビア印刷、スクリーン印刷などの
印刷法、またはロールート、リバースロールコート、グラビアコート、リバースグラビア
コート、バーコートなどのコーティング方法で塗布し、温度３０℃～１２０℃で加熱乾燥
すればよい。乾燥後の厚さとしては、０．１～２０μｍ程度、０．５～１０μｍが好まし
い。
【００４０】
（レリーフの形成）次に、転写基材１１／剥離層１３／光回折層１５の層構成となってい
る、光回折層１５へレリーフを賦形する。レリーフは、２次元または３次元画像を再生可
能な表面凹凸パターン（光回折パターン）が形成されたものである。この表面凹凸パター
ンとしては、物体光と参照光との光の干渉による干渉縞の光の強度分布が凹凸模様で記録
されたホログラムや回折格子が適用できる。
【００４１】
（ホログラム）ホログラムとしては、フレネルホログラム、フラウンホーファーホログラ
ム、レンズレスフーリエ変換ホログラム、イメージホログラム等のレーザ再生ホログラム
、及びレインボーホログラム等の白色光再生ホログラム、さらに、それらの原理を利用し
たカラーホログラム、コンピュータホログラム、ホログラムディスプレイ、マルチプレッ
クスホログラム、ホログラフィックステレオグラム、ホログラフィック回折格子などがあ
る。
（回折格子）回折格子としては、ホログラム記録手段を利用したホログラフィック回折格
子があげられ、その他、電子線描画装置等を用いて機械的に回折格子を作成することによ
り、計算に基づいて任意の回折光が得られる回折格子をあげることもできる。これらのホ
ログラムおよび／または回折格子は、単一若しくは多重に記録しても、組み合わせて記録
しても良い。
【００４２】
通常、賦形は、光回折層１５の表面に、レリーフが形成されているスタンパ（金属版、又
は樹脂版）を圧着（所謂エンボス）をして、該レリーフを光回折層１５へ形成（複製）し
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た後に、スタンパを剥離することで行う。レリーフを複製するスタンパは、マスターその
ものも使用できるが、摩耗や損傷の恐れがあるため、アナログレコード等におけるのと同
様、マスターに金属メッキまたは紫外線硬化樹脂を塗布し、紫外線を照射して硬化させて
剥がす等の方法（当業者では２Ｐ法と呼ぶ）により、金属又は樹脂による複製を行ない、
複製された型（スタンパ）を使用して商業的複製を行なう。
【００４３】
（商業的複製）商業的複製の方法は、金型又は樹脂型のスタンパを用いて、光回折層１５
の表面へエンボスしてレリーフを複製した後に電離放射線を照射するか、又は、エンボス
中に電離放射線を照射してからスタンパを剥離することでレリーフを複製する。この商業
的な複製は、長尺状で行うことで連続な複製作業ができる。
【００４４】
（電離放射線）光回折層１５の表面へ、スタンパでエンボス中、又はエンボス後に、若し
くはエンボス中及びエンボス後に、電離放射線を照射して、電離放射線硬化性樹脂を硬化
させる。該電離放射線としては、紫外線（ＵＶ）、可視光線、ガンマー線、Ｘ線、または
電子線（ＥＢ）などが適用できるが、紫外線（ＵＶ）、電子線（ＥＢ）が好適である。
【００４５】
（電子線）電子線（ＥＢ）照射は、電子線加速器により発生させた電子線を照射する。電
子線照射装置としては、たとえば、コックロフトワルトン型、バンデグラフ型、共振変圧
器型、絶縁コア変圧器型、あるいは直線型、ダイナミトロン型、高周波型などの各種電子
線加速器などを用いて、エクレトロンカーテン方式、ビームスキャニング方式などで、電
子線を照射する。好ましくは、線状のフィラメントからカーテン状に均一な電子線を照射
できる装置「エレクトロカーテン」（商品名）である。電子線の照射量は、通常１００～
１０００ｋｅＶ、好ましくは１００～３００ｋｅＶのエネルギーを持つ電子を、０．５～
２０Ｍｒａｄ程度の照射量で照射する。照射量が０．５Ｍｒａｄ未満の場合、未反応モノ
マーが残留して硬化が不十分となる恐れがあり、また、照射量が２０Ｍｒａｄを超えると
、架橋密度が高くなり硬化したバインダ、若しくは基材が、損傷を受ける恐れがある。ま
た、硬化の際の雰囲気は、酸素濃度５００ｐｐｍ以下で行われ、通常は２００ｐｐｍ程度
で行うのが好ましい。
【００４６】
（紫外線）紫外線を照射する紫外線（ＵＶ）ランプは、高圧水銀ランプ、メタルハライド
ランプが適用でき、紫外線の波長は２００～４００ｎｍ程度で、紫外線硬化性樹脂組成物
に応じて、適宜波長を選択すれば良い。その照射量は、組成物の材質や量と、ＵＶランプ
の出力と、加工速度に応じて照射すれば良い。好ましくは、紫外線の波長は３００～４０
０ｎｍである。
【００４７】
（透明反射層）透明反射層１７は、ホログラム又は回折格子等のレリーフ構造を設けた光
回折層１５面のレリーフへ透明反射層１７へ設けることにより、ホログラムの再生像及び
／又は回折格子などが明瞭に視認できるようになる。該透明反射層１７としては、光回折
層１５面と屈折率に差のある透明金属化合物を用いる。その光学的な屈折率が光回折層の
それとは異なることにより、ほぼ無色透明な色相で、金属光沢が無いにもかかわらず、ホ
ログラム等のレリーフを視認できる。該透明反射層１７の屈折率としては、光回折層１５
面との屈折率の差が大きいほど効果があり、屈折率の差が０．３以上、好ましくは０．５
以上、さらに好ましくは１．０以上である。例えば、ＺｎＳ、ＴｉＯ 2、Ａｌ 2Ｏ 3、Ｓｂ 2

Ｏ 3、ＳｉＯ、ＴｉＯ、ＳｉＯ 2、ＩＴＯ、等が適用でき、好ましくは、ＩＴＯ、又は酸化
スズで、屈折率はいずれも２．０であり、充分な屈折率の差を有している。また、屈折率
が小さいものでは、ＬｉＦ、ＭｇＦ 2、ＡｌＦ 2などがある。なお、この透明とは、可視光
が十分透過すれば良く、無色または有色で透明なものも含まれる。
【００４８】
上記の透明金属化合物の形成は、いずれも１０～２０００ｎｍ程度、好ましくは１００～
１０００ｎｍの厚さになるよう、蒸着蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング
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法などの真空薄膜法で得られる。透明反射層１７の厚さがこの範囲未満では、光がある程
度透過して効果が減じ、また、その以上では、反射効果は変わらないので、コスト的に無
駄である。
【００４９】
（高輝度インキ反射層）透明反射層１７面へ高輝度インキ反射層１８を部分的（絵柄的）
に設ける。このことにより、金属光沢（金属反射光沢）を持ったホログラムの再生画像及
び／又は回折格子となって明瞭に視認できるようになる。一方、部分的に高輝度インキ反
射層１８が欠けている部分は透明ホログラムのままである。さらに、後述するオフセット
印刷による画像（絵柄）を、透明反射層１７及び／又は高輝度インキ反射層１８の画像と
、同調させることで意匠性、セキュリティ性が高められる。従来、金属光沢の高輝度イン
キ反射層１８としては、通常、特殊機能を発揮させるものを除いては、真空蒸着法で形成
したアルミニウムの金属薄膜が用いられてきた。他の、例えば、圧延法のアルミニウム箔
では、真空薄膜法の金属薄膜ほどの金属光沢が、得られなかった。また、他の金属では、
色調を帯びていたり、高コストためである。このように、真空蒸着法のアルミニウム薄膜
が、実際に実用されている汎用用途では、全てと言って良いほどに、また、長期間にわた
って用いられてきた。
【００５０】
また、従来からも、金属光沢を付与する印刷インキがったが、該インキはアルミニウムペ
ーストやアルミニウム粉等の金属顔料を用いた、シルバーまたはゴールド等のメタリック
調印刷インキである。アルミニウムペーストには、リーフィングタイプとノンリーフィン
グタイプがあるが、いずれを用いても、真空薄膜法の金属薄膜の金属光沢には、はるかに
及ばなかった。さらにまた、蒸着アルミニウム薄膜を粉砕した粉末を用いたインキがあっ
たが、表面処理が異なり分散性が悪く、十分な高輝度が得られなかった。
【００５１】
ところが、本発明では、印刷法で、真空薄膜法の金属薄膜に匹敵する金属光沢が得られる
高輝度インキを用いる。即ち、少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、ま
たはセルロース誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有させた高輝度インキを用いて
、印刷法で高輝度を発揮でき、光回折画像の反射層に使用することができることを見出し
た。さらに、印刷法なので、部分的な高輝度インキ反射層を、また、他の印刷層があれば
この印刷絵柄に同調させて、高輝度インキ反射層を設けることが容易である。さらに高価
な真空蒸着機を用いず、既存の印刷設備で製造することができる。
上記高輝度インキ反射層を用いて印刷法で部分的に設け、また、印刷絵柄と同調するよう
に設けることで、意匠効果が高まる。部分的とは、文字、数字、記号、イラスト、模様、
写真などのすべての絵柄が使用できる。
少なくとも、有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセルロース誘導体で表面
処理した金属蒸着膜細片とバインダとからなる高輝度インキ反射層１８は、意匠性が高く
、かつ、目視で容易に真偽が判定できてセキュリティ性も高まり、小ロット生産にも対応
でき、また、コストも低くできるという著しい効果を発揮する。
【００５２】
また、従来の真空蒸着法で形成したアルミニウムの金属薄膜は、十分な金属光沢が得られ
る。しかしながら、意匠的に高めるために、部分的なアルミニウムの金属薄膜を設けるに
は、一旦、真空成膜法でアルミニウム金属薄膜を全面に設けた後に、別工程で、レジスト
を印刷しエッチングするので、コストが非常に高く、また、製造工程が多くなって小ロッ
ト生産に向かない。
【００５３】
（高輝度インキ）そこで、本発明の高輝度インキ反射層１８としては、金属蒸着膜に匹敵
する金属光沢を有する高輝度インキを用いた印刷法によって、任意な画像絵柄の高輝度イ
ンキ反射層１８とする。該任意な画像絵柄の高輝度インキ反射層１８が得られることで、
これに対応する光回折層２４部分の光回折画像が視認できるようになる。該インキは、金
属蒸着膜細片を有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセルロース誘導体で表
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面処理してインキ中への分散性を向上させて、インキ塗膜の金属光沢を高輝度としたもの
である。該インキは、有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセルロース誘導
体で表面処理した金属蒸着膜細片、バインダ、添加剤、及び溶剤からなり、必要に応じて
グラビアインキ、スクリーンインキ、又はフレキソインキ化すればよい。
【００５４】
金属蒸着膜細片の金属としては、アルミニウムが適用できるが、必要に応じて、金、銀、
銅、真鍮、チタン、クロム、ニッケル、ニッケルクロム、ステンレス等も使用できる。金
属蒸着膜の厚さは、０．０１～０．１μｍが好ましく、さらに好ましくは０．０３～０．
０８μｍであり、インキ中に分散させた金属蒸着膜細片の大きさは、５～２５μｍが好ま
しく、さらに好ましくは１０～１５μｍである。大きさが、この範囲未満の場合はインキ
塗膜の輝度が不十分となり、この範囲を超えると、グラビア版のセルに入りにくく、また
スクリーン版が目詰まりし易く、印刷塗膜の光沢が低下する。
【００５５】
金属蒸着膜細片は、まず、ポリエステルフィルム／剥離層／蒸着膜／表面の酸化防止トッ
プコート層からなる蒸着フィルムを作成する。剥離層、トップコート層は、特に限定され
ないが、例えば、セルロース誘導体、アクリル樹脂、塩素化ポリプロピレンなどが適用で
きる。上記蒸着フィルムを、溶剤中に浸積して、金属蒸着膜を剥離、撹拌、濾別、乾燥し
て、金属蒸着膜細片を得る。該金属蒸着膜細片を温度１０～３５℃、３０分程度、撹拌し
ながら、有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセルロース誘導体溶液を加え
、金属蒸着膜細片の表面に有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセルロース
誘導体を吸着させて、金属蒸着膜細片の表面処理を行う。有機脂肪酸としては、ステアリ
ン酸、オレイン酸、パルミチン酸等が適用できる。セルロース誘導体としては、ニトロセ
ルロース、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、エ
チルセルロース等が適用できる。有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、またはセル
ロース誘導体の添加量は、金属がアルミニウムの場合は、蒸着膜細片に対して１～２０質
量％が好ましい。
【００５６】
該表面処理の後、金属蒸着膜細片を分離、又は金属蒸着膜細片スラリーをそのまま、バイ
ンダ及び溶剤へ配合、分散させてインキ化する。該バインダとしては、公知のインキ使わ
れているものでよく、例えば、（メタ）アクリル樹脂、ポリエステル、ポリアミド、ポリ
ウレタン、セラック、アルキッド樹脂等がある。該インキには、必要に応じて、着色用顔
料、染料、ワックス、可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、分散剤、消泡剤、キレート化
剤などの添加剤を添加してもよい。インキの溶剤は、公知のインキ用溶剤を使用すること
ができ、例えば、トルエン、キシレン等の芳香族系炭化水素、ｎ－ヘキサン、シクロヘキ
サン等の脂肪族または脂環式炭化水素、酢酸エチル、酢酸プロピル等のエステル類、メタ
ノール、エタノール、ＩＰＡ等のアルコール類、アセトン、ＭＥＫ等のケトン類、エチレ
ングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルキ
レングリコールモノアルキルエーテル等がある。
【００５７】
また、通常のインキは、ロールミル、ボールミルなどで混練して、顔料た添加剤をサブミ
クロンまで微粒子化し高度に分散させて、印刷適性を持たせる。しかしながら、本発明で
使用する高輝度インキは、混練工程を必要とせず、攪拌機で混合するだけでよく分散し、
金属光沢が損なわれない。即ち、高輝度の金属光沢を発現させるためには、金属蒸着膜細
片の大きさが５～２５μｍ程度が必要で、上記混練工程を行うと金属光沢が極端に低下し
てしまう。
【００５８】
（高輝度インキの印刷）以上のようにして得られたインキを、公知のグラビ印刷、スクリ
ーン印刷、又はフレキソ印刷で、所要の絵柄を製版して、印刷し、乾燥、必要に応じて硬
化すればよい。このようにして、部分的、又は任意の画像の高輝度インキ反射層１８が得
られる。また、高輝度インキ反射層１８を着色してもよく、高輝度インキ中に染料及び／
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又は顔料を添加したり、金属蒸着膜細片へ有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、ま
たはセルロース誘導体を吸着させる表面処理を行う際に、有機脂肪酸、メチルシリルイソ
シアネート、またはセルロース誘導体溶液に染料及び／又は顔料を添加したり、すればよ
い。また、該着色は透明、半透明、不透明でもよく、半透明又は少量の不透明着色であれ
ばパール調、パステル調の外観が得られる。
【００５９】
（接着層）次に、高輝度インキ反射層１８面に必要に応じて熱接着層１９を設ける。後述
するラミネート転写法による場合には、熱接着層１９はなくともよい。該熱接着層１９の
材料としては、公知の加熱されると溶融または軟化して接着効果を発揮する感熱接着剤が
適用でき、具体的には、塩化ビニール酢酸ビニール共重合樹脂、アクリル系樹脂、ポリエ
ステル系樹脂などが挙げられる。該材料樹脂を溶剤に溶解または分散させて、適宜顔料な
どの添加剤を添加して、公知のロールコーティング、グラビアコーティングなどの方法で
塗布し乾燥させて、厚さ０．１～３０μｍ程度、好ましくは０．５～１０μｍの層とする
。
【００６０】
（接着層）接着層１９は熱で溶融又は軟化して接着する熱接着型接着剤、又は粘着型接着
剤（感圧型接着剤ともいう）が適用できる。熱接着型接着剤としては、例えば、アイオノ
マー樹脂、酸変性ポリオレフィン系樹脂、エチレン‐（メタ）アクリル酸共重合体、エチ
レン‐（メタ）アクリル酸エステル共重合体、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、
ビニル系樹脂、アクリル系・メタクリル系などの（メタ）アクリル系樹脂、アクリル酸エ
ステル系樹脂、マレイン酸樹脂、ブチラール系樹脂、アルキッド樹脂、ポリエチレンオキ
サイド樹脂、フェノール系樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、メラミン‐アルキッド樹脂
、セルロース系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリビニールエーテル樹脂、シリコーン樹脂
、ゴム系樹脂などが適用でき、これらの樹脂を単独または複数を組み合せて使用する。
【００６１】
これらの接着層１９の樹脂は、接着力などの点で、アクリル系樹脂、ブチラール系樹脂、
ポリエステル系樹脂が好適である。接着層１９の厚さは、通常は０．２～１０μｍ程度、
好ましくは０．５～５μｍである。接着層１９の厚さは、この範囲未満では、被転写体と
の接着力が不足して脱落し、また、その以上では、接着効果は十分でその効果は変わらな
いのでコスト的に無駄であり、さらには、サーマルヘッドの熱を無駄に消費してしまう。
さらにまた、接着層１９へは、必要に応じて、充填剤、可塑剤、着色剤、帯電防止剤など
の添加剤を、適宜加えてもよい。充填剤としては、シリカ、炭酸カルシウムなどの体質顔
料が適用できる。特に体質顔料の添加は、箔切れを良化させる。帯電防止剤としては、非
イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤などや、ポリアミド
やアクリル酸誘導体などが適用できる。
【００６２】
粘着（感圧）型接着剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、天然ゴム系、ブ
チルゴム・ポリイソプレン・ポリイソブチレン・ポリクロロプレン・スチレン－ブタジエ
ン共重合樹脂などの合成ゴム系樹脂、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリ酢酸ビニ
ール・エチレン‐酢酸ビニール共重合体などの酢酸ビニール系樹脂、ウレタン系樹脂、ア
クリロニトリル、炭化水素樹脂、アルキルフェノール樹脂、ロジン・ロジントリグリセリ
ド・水素化ロジンなどのロジン系樹脂が適用できる。上記の粘着剤も有用であるが、好ま
しくは、ポリイソシアネート、ポリオール、及び触媒を使用直前に混合して使用する２液
硬化型のウレタン系接着剤やエポキシ系接着剤などである。
【００６３】
次に、第２の障害である、カード基材への転写作業を１枚１枚毎の作業から、複数枚数へ
連続作業で全面転写する製造方法について、説明する。
図４は、従来の転写方法を説明する模式的な断面図である。
図５は、本発明の転写方法を説明する模式的な断面図である。
図６は、本発明の他の転写方法を説明する模式的な断面図である。
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（転写方法）図４に図示する転写方法は従来方法で、当業者が所謂ホットスタンプ法と呼
ぶ方法である。カード本体３と、転写箔１の接着層１９面とを重ね合わせて、転写箔１側
より、スタンパと呼ぶ加熱した金型を圧着する。転写箔１の接着層１９が軟化又は溶融し
てカード基材２１へ接着する。そして転写基材を剥離して除去することで、転写層のみが
カード側へ転写し移行する。しかしながら、該従来方法では、スタンパを用途などに合わ
せて、その都度作る必要があり、また、転写速度も極めて遅く、安価に大量生産ができな
いという問題がある。
【００６４】
（全面転写法）そこで、本発明では、転写箔１の転写層を全面を連続的に転写する方法と
する。図５には熱転写法を、図６にはラミネート転写法を示す。
（全面熱転写法）図５は、転写箔１を供給部４１から長尺に連続したウェブ状に繰り出さ
れる。一方、カード本体３も、供給部４２から長尺に連続したウェブ状に繰り出される。
ウェブ状に繰り出された転写箔１の接着層１９面と、カード本体３のカード基材２１面と
を重ね合わせて、加熱ロール４５と受けロール４７との間に挟持し、ロールの回転に応じ
て走行する。ロールの加熱加圧から開放された剥離部５１で、転写箔１の転写基材１１を
剥離し、剥離された転写基材５３は、巻上げ部４９へ巻上げられる。このようにすると、
既存の簡易な熱ラミネータを用いて、連続作業で、効率よく、安価に転写作業をすること
ができる。カード本体３は、長尺に連続したウェブ状でなくとも、複数枚数のカードを面
付けしてカットした大判シート状態でもよい。該大判シートを数珠繋ぎ状に、間歇に送出
してもほぼ同様の結果が得られる。ここで大判シートとは、規格サイズの完成カードが縦
２～８枚、横４～１０枚、合計８～８０枚に打抜き得るサイズのカード本体の原反をいう
。
【００６５】
（ラミネート転写法）また、本発明では、図６に図示するようなラミネータを用いて、全
面を連続的にラミネートし、その後に転写基材を剥離するラミネート転写方法を用いるこ
ともできる。このラミネート方法は、当業者がドライラミネーション（ドライラミ、ドラ
イラミネートともいう）という貼合法である。
転写箔１は、巻取り状態から連続したウェブ状に繰り出される。一方、カード本体３も、
巻取り状態から長尺に連続したウェブ状に繰り出される。この場合の転写箔１には接着層
１９を設けず、転写基材／剥離層／光回折層／透明反射層／高輝度インキ反射層が順次積
層したものを使用する。
【００６６】
（ドライラミラミネーション法）ドライラミネーション法とは、溶媒へ分散または溶解し
た接着剤を塗布し乾燥させて、貼り合せ基材を重ねて積層した後に、３０～１２０℃で数
時間～数日間エージングすることで、接着剤を硬化させることで、２種の材料を積層させ
る方法である。その変形法であるノンソルベントラミネーション法とは、溶媒へ分散また
は溶解せずに接着剤自身を塗布し乾燥させて、貼り合せ基材を重ねて積層した後に、３０
～１２０℃で数時間～数日間エージングすることで、接着剤を硬化させることで、２種の
材料を積層させる方法である。
【００６７】
ドライラミネーション法、またはノンソルベントラミネーション法で用いる接着層の接着
剤として、熱、または紫外線・電子線などの電離放射線で硬化する接着剤が適用できる。
熱硬化接着剤としては、具体的には、２液硬化型ウレタン系接着剤、ポリエステルウレタ
ン系接着剤、ポリエ－テルウレタン系接着剤、アクリル系接着剤、ポリエステル系接着剤
、ポリアミド系接着剤、ポリ酢酸ビニル系接着剤、エボキシ系接着剤、ゴム系接着剤など
が適用できるが、２液硬化型ウレタン系接着剤が好適である。
【００６８】
該２液硬化型ポリウレタン系樹脂としては、具体的には、例えば、多官能イソシアネ－ト
とヒドロキシル基含有化合物との反応により得られるポリマ－、具体的には、例えば、ト
リレンジイソシアナ－ト、ジフェニルメタンジイソシアナ－ト、ポリメチレンポリフェニ
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レンポリイソシアナ－ト等の芳香族ポリイソシアナ－ト、あるいは、ヘキサメチレンジイ
ソシアナ－ト、キシリレンジイソシアナ－ト等の脂肪族ポリイソシアナ－ト等の多官能イ
ソシアネ－トと、ポリエ－テル系ポリオ－ル、ポリエステル系ポリオ－ル、ポリアクリレ
－トポリオ－ル等のヒドロキシル基含有化合物との反応により得られる２液型ポリウレタ
ン系樹脂を使用することができる。
【００６９】
ドライラミネーション法では、これらを主成分とする接着剤組成物を有機溶媒へ溶解また
は分散し、これを、例えば、ロ－ルコ－ティング、リバースロ－ルコ－ティング、グラビ
アコ－ティング、グラビアリバースコ－ティング、グラビアオフセットコーティング、キ
スコーティング、ワイヤーバーコーティング、コンマコーティング、ナイフコーティング
、デップコーティング、フローコーティング、スプレイコーティングなどのコーティング
法で塗布し、溶剤などを乾燥して、本発明のラミネ－ション用接着層を形成することがで
きる。好ましくは、ロ－ルコ－ティング、リバースロ－ルコ－ティング法である。
【００７０】
該接着層の膜厚としては、０．１～２０μｍ（乾燥状態）程度、好ましくは１．０～５．
０μｍである。該接着層を形成したら直ちに、貼り合せ基材を積層した後に、３０～１２
０℃で数時間～数日間エージングすることで、接着剤を硬化させることで接着する。貼り
合せ基材の材質、例えば有機重合体シートまたはフィルムのような非吸収性の材料を用い
る場合には、貼り合せ基材側へ接着剤を塗布して、基材フィルム１１面とを積層して、接
着させても良い。
【００７１】
ノンソルベントラミネーション法は、基本的にはドライラミネーション法と同様であるが
、接着剤組成物を有機溶媒へ溶解または分散しないで、接着剤組成物そのままを用いるが
、必要に応じて、粘度を低下させるために、接着剤組成物を加熱加温して用いる場合もあ
る。
【００７２】
このように、ラミネータを用いて、全面同志を連続的にラミネートして積層した後に、３
０～１２０℃で数時間～数日間エージングして接着剤を硬化させた後に、転写基材のみを
剥離すれば、転写層がカード基材へ転写される。既存のラミネータを用いて、連続作業で
、接着層の形成と転写（ラミネート）が同時にできて、効率よく、安価に転写作業をする
ことができる。また、転写箔１とカード本体３の繰り出し位置は逆でもよく、ドライラミ
の接着剤を塗布する側もどちらでもよい。さらに、カード本体３は、長尺に連続したウェ
ブ状でなくとも、複数枚数のカードを面付けしてカットした大判シート状態でもよい。該
大判シートを数珠繋ぎ状に、連続又は間歇に送出してもよい。
【００７３】
（全面転写の効果）このように、連続作業で効率良く、安価に、大量生産することががで
きる。すなわち、物体として、多種の券種がある白カード（生カードとも呼ぶ）を予めま
とめて、量産しておく。個々の完成カードは、用途別、会社別、さらには各種の絵柄の取
り揃えなどから完成カードの枚数は限られている。従って、連続大量生産したウェブ状、
又は大判シート状の原反（複数の白カード）の一部を用いて、カード毎に券面のカード名
、使用者情報などを印刷することで、実使用できるカードとする。従来の個別カード毎に
光回折層を設ける方法に比較して、製造の全体から見て、非常に効率的である。
【００７４】
（カード本体）全面転写するカード本体３は、図３（Ｂ）に図示するように、カード基材
２１、磁気記録層２３からなるが、磁気記録層２３はなくともよい。
（カード基材）カード基材２１としては、従来のカードに使用されている基材と同様であ
り、繰り返し使用に耐える機械的強度、耐薬品性、耐溶剤性、製造に耐える耐熱性などが
あれば、用途に応じて種々の材料が適用できる。例えば、上質紙、ＯＣＲ紙、ノーカーボ
ン紙、アート紙等の紙類、塩化ビニル樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴと略す
）などの基材フィルムが適用できる。
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板状の物体は、業種によってはフィルム、シート、ボードなどと種々に呼ばれるが、本明
細書では同じものとする。該基材フィルムの材料としては、例えば、ポリエチレンテレフ
タレ－ト・ポリブチレンテレフタレ－ト・ポリエチレンナフタレ－ト・ポリエチレンテレ
フタレート‐イソフタレート共重合体・テレフタル酸‐シクロヘキサンジメタノール‐エ
チレングリコール共重合体・ポリエチレンテレフタレート／ポリエチレンナフタレートの
共押し出しフィルムなどのポリエステル系樹脂、ナイロン６・ナイロン６６・ナイロン６
１０などのポリアミド系樹脂、ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリメチルペンテンなど
のポリオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニルなどのビニル系樹脂、ポリアクリレート・ポリ
メタアクリレート・ポリメチルメタアクリレートなどのアクリル系樹脂、ポリイミド・ポ
リアミドイミド・ポリエーテルイミドなどのイミド系樹脂、ポリアリレ－ト・ポリスルホ
ン・ポリエーテルスルホン・ポリフェニレンエ－テル・ポリフェニレンスルフィド（ＰＰ
Ｓ）・ポリアラミド・ポリエーテルケトン・ポリエーテルニトリル・ポリエーテルエーテ
ルケトン・ポリエーテルサルファイトなどのエンジニアリング樹脂、ポリカ－ボネ－ト、
ポリスチレン・高衝撃ポリスチレン・ＡＳ樹脂・ＡＢＳ樹脂などのスチレン系樹脂、セロ
ファン・セルローストリアセテート・セルロースダイアセテート・ニトロセルロースなど
のセルロース系フィルム、などがある。
【００７５】
該基材フィルムは、これら樹脂を主成分とする共重合樹脂、または、混合体（アロイでを
含む）、若しくは複数層からなる積層体であっても良い。また、該基材フィルムは、延伸
フィルムでも、未延伸フィルムでも良いが、強度を向上させる目的で、一軸方向または二
軸方向に延伸したフィルムが好ましい。通常は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチ
レンナフタレート等のポリエステル系フィルム、ポリ塩化ビニールなどのビニール系フィ
ルム、機械的強度、コスト面から好適に使用され、ポリエチレンテレフタレートが最適で
ある。
【００７６】
該基材フィルムは、塗布に先立って塗布面へ、コロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処
理、フレーム処理、プライマー（アンカーコート、接着促進剤、易接着剤とも呼ばれる）
塗布処理、予熱処理、除塵埃処理、蒸着処理、アルカリ処理、などの易接着処理を行って
もよい。また、該樹脂フィルムは、必要に応じて、充填剤、可塑剤、着色剤、帯電防止剤
などの添加剤を加えても良い。充填剤としては、シリカ、炭酸カルシウムなどの体質顔料
が適用できる。着色剤としては、分散染料が好ましく、モノアゾ、ビスアゾ、アントラキ
ノン、ニトロ、スチリル、メチン、アロイレン、ベンズイミダゾール、アミノナフチルア
ミド、ナフトキノンイミド、クマリン誘導体などの分散染料が適用できる。通常は、酸化
チタンなどの顔料で白色に着した基材が用いられる。帯電防止剤としては、非イオン系界
面活性剤、陰イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤などや、ポリアミドやアクリル
酸誘導体などが適用できる。
【００７７】
カード基材２１の厚みは、全体の剛度が適当に保たれる厚みであればよく、通常、５０～
１０００μｍ程度が適用できるが、１００～８００μｍが好適で、１５０～３００μｍが
最適である。例えば、ＰＥＴの場合には、１９０～２６０μｍ程度である。これ以上の厚
さでは、剛度があり過ぎて携帯に不便で、重くコストも高い、これ以下では、繰り返し使
用又は携行時の外力で、シワ、折り癖がついたり、磁気の読み取り不良が発生したりして
耐久性が悪い。サイズに関しては、特に限定はないが、少なくとも転写箔を転写する工程
までは、カードサイズの複数倍を面付けできる大判シート、又は長尺で連続した巻取り体
とする。そして、転写後のサイズは、必要に応じて、適宜裁断して用いてもよく、最後に
カードサイズに打抜き、又は裁断すればよい。
【００７８】
（磁気記録層）磁気記録層２３は、例えば、定期券の自動改札等に見られるように、磁気
ヘッドに接触させて、記録されている信号を読み取り、証明書が真正であるか、あるいは
使用が正当である旨を判定するためのもので、磁性の酸化物をバインダ中に分散させたも
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のであるか、あるいは、磁性金属の蒸着又はスパッタリング等による薄膜である。自動改
札でない目視確認の場合には、磁気層はなくともよい。
【００７９】
磁気記録層２３は、γ－Ｆｅ 2Ｏ 3、Ｆｅ 3Ｏ 4、ＣｒＯ 2、Ｆｅ、Ｆｅ－Ｃｒ、Ｆｅ－Ｃｏ
、Ｃｏ－Ｃｒ、Ｃｏ－Ｎｉ、ＭｎＡｌ、Ｂａフェライト、Ｓｒフェライトなどの従来公知
の磁性微粒子を、バインダへ分散されてなる組成物である。該組成物を溶剤などへ分散又
は溶解させた組成物インキを用いて、公知のコーティング法で、カード基材２１上へ、組
成物インキを塗布して、乾燥し、必要に応じて、温度３０℃～７０℃で適宜エージング、
または、電離放射線（紫外線、電子線など）を照射して、形成すれば良い。コーティング
法としては、例えば、ロールコート、リバースロールコート、トランスファーロールコー
ト、グラビアコート、グラビアリバースコート、キスコート、コンマコート、ロッドコ－
ト、ブレードコート、バーコート、ワイヤーバーコート、ナイフコート、スクイズコート
、エアードクターコート、エアナイフコート、ダイコート、リップコート、カーテンコー
ト、フローコートなどが適用できる。該塗布方法で磁気記録層２３を形成する場合には、
その膜厚は１～１００μｍ、好ましくは５～２０μｍ程度である。
【００８０】
さらにまた、磁気記録層２３は、Ｆｅ、Ｆｅ－Ｃｒ、Ｆｅ－Ｃｏ、Ｃｏ－Ｃｒ、Ｃｏ－Ｎ
ｉなどの金属あるいは合金を、真空蒸着法、スパッタ法、イオンプレーティング法、メッ
キ法などの方法によってカード基材２１上に形成することもできる。これらの方法で基材
上に形成する場合には、磁気記録層２３の膜厚は１００オングストローム～１μｍ、好ま
しくは５００～２０００オングストローム程度である。
【００８１】
なお、γ－Ｆｅ 2Ｏ 3などの磁性微粒子が分散されるバインダの材料としては、ブチラール
樹脂、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、セルロ
ース系樹脂、アクリル樹脂、スチレン／マレイン酸共重合体樹脂などが用いられ、必要に
応じて、ニトリルゴムなどのゴム系樹脂あるいはウレタンエラストマーなどを添加するこ
とができる。また、必要に応じて、界面活性剤、シランカップリング剤、可塑剤、ワック
ス、シリコーンオイル、カーボンその他の添加剤を使用することができる。
【００８２】
次に、第３の障害である、光回折層１５上へ設けるオフセット印刷層３５の接着性につい
ては、必要によりプライマ層３１を介して、ＵＶアンカー層３３を設けることで強固に接
着させる。該プライマ層３１、ＵＶアンカー層３３の材料、及び印刷方法について説明す
る。
（剥離層）図３（Ｃ）に図示する剥離層１３面へ、オフセット印刷による使用者情報、絵
柄などの所望の印刷層するが、剥離層１３は離型剤であったり、又は離型剤を含有してい
るために、印刷層が強固に接着しない。そこで、必要によりプライマ層３１を介して、Ｕ
Ｖアンカー層３３を設けることで強固に接着することを見出した。プライマ層３１は通常
の使用条件下ではなくてもよいが、過酷な条件下で使用されるカードに使用することでよ
り強固に接着して、擦れキズや脱落がしにくく、カード耐久性が高まる。
【００８３】
（ＵＶアンカ層）ＵＶアンカ層３３としては、紫外線（ＵＶ）で硬化（反応）するバイン
ダ前駆体が適用できる。該バインダ前駆体は、紫外線硬化性樹脂と、光重合開始剤及び／
又は光重合促進剤からなる。紫外線の代わりにエネルギーの高い電子線を用いてもよい。
電子線硬化の場合は、光重合開始剤及び／又は光重合促進剤を添加しなくても良い。紫外
線硬化性樹脂、光重合開始剤、光重合促進剤、及び各種の添加剤は、前述した光回折層１
５と同様なものが適用できる。
【００８４】
（アンカ層の効果）このバインダ前駆体を、適宜溶剤に溶解または分散してインキとし、
これを剥離層１３面へ公知のオフセット印刷などの印刷法で全面に印刷し、紫外線を照射
して硬化させてＵＶアンカ層３３とする。この際に照射する紫外線量を制御して、バイン
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ダ前駆体が完全に硬化（反応）せず、一部を残すようにする。当業者が半硬化（ハーフキ
ュアとも呼ぶ）状態で留める。バインダ前駆体が完全に硬化してしまうと、該ＵＶアンカ
層３３上へ設けるオフセット印刷層の接着力が悪化する場合があるからである。但し、未
硬化分が多いとＵＶアンカ層３３表面に粘着性が残るので、粘着性がなくなる紫外線の照
射量とする。該ＵＶアンカ層３３の厚さは、０．０５～１０μｍ程度、好ましくは０．１
～５μｍである。
【００８５】
（プライマ層）さらに、ＵＶアンカー層３３と強固に接着させるために、剥離層１３面へ
、必要に応じてプライマー層３１を設ける。該プライマー層３１としては、例えば、ポリ
ウレタン、ポリエステル、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル－
酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリビニルアセター
ル樹脂、エチレンと酢酸ビニル或いはアクリル酸などとの共重合体、エポキシ樹脂などが
適用できる。
【００８６】
これらの樹脂を、適宜溶剤に溶解または分散して塗布液とし、これを剥離層１３面へ公知
のコーティング法で塗布し乾燥してプライマー層３１とする。また、樹脂にモノマー、オ
リゴマー、プレポリマーなどと、反応開始剤、硬化剤、架橋剤などを適宜組み合わせたり
、あるいは、主剤と硬化剤とを組み合わせて、塗布し乾燥して、乾燥または乾燥した後の
エージング処理によって反応させて、形成しても良い。該プライマー層１３の厚さは、０
．０５～１０μｍ程度、好ましくは０．１～５μｍである。該プライマー層１３の形成ま
では、ウェブ状で加工することが好ましいが、複数カードが面付けできる大判状でもよい
。
【００８７】
（オフセット印刷）半硬化状態のＵＶアンカ層３３上へ、オフセット印刷層３５を設け、
さらに紫外線照射及び／又は加熱することで、良好な接着力が得られる。オフセット印刷
層３５としては、公知の黄、赤、藍、墨の基準色、他の着色オフセットインキを適宜用い
て、オフセット印刷すればよい。また、該印刷の画像（絵柄）を、光回折層１５の画像（
絵柄）、高輝度インキ反射層１８、の画像（絵柄）と意匠的、グラフィックデザイン的に
関連させて、かつ各画像を同調させることが好ましく、意匠性と共に、セキュリティ性も
向上する。
【００８８】
（画像の効果）印刷画像（絵柄）、光回折画像（絵柄）、高輝度インキ画像（絵柄）とが
、グラフィックデザイン的に、独立及び／又は混在して、意匠性が高まる。また、偽造を
試みても、極めて困難である。さらにカラーコピー機でコピーしても再現することはでき
ない。
【００８９】
（ＯＰ層）オフセット印刷層３５面には、必要に応じてＯＰ層３７を設けてもよい。オフ
セット印刷層３５、光回折層１５を保護するとともに、使用時の摩擦や外力から保護し、
カードの耐久性を高める。該ＯＰ層３７としては、後述する保護層２９と同様の材料、及
び形成方法が適用できる。
【００９０】
（その他の層）該カード基材２１の磁気記録層２３の面には、種々の情報や絵柄が印刷さ
れていてもよい。該カード基材２１の磁気記録層２３の面には、必要に応じてプライマ層
２５を介して、説明文印刷層２７、保護層２９が設けられてもよい。プライマ層２５とし
ては、磁気記録層２３との接着性を向上させるために、例えば、ポリウレタン、ポリエス
テル、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体
、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、エチレンと
酢酸ビニル或いはアクリル酸などとの共重合体、エポキシ樹脂などが適用できる。
【００９１】
これらの樹脂を、適宜溶剤に溶解または分散して塗布液とし、公知のコーティング法で塗
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布し乾燥してプライマー層２５とする。また、樹脂にモノマー、オリゴマー、プレポリマ
ーなどと、反応開始剤、硬化剤、架橋剤などを適宜組み合わせたり、あるいは、主剤と硬
化剤とを組み合わせて、塗布し乾燥して、乾燥または乾燥した後のエージング処理によっ
て反応させて、形成しても良い。該プライマー層２５の厚さは、０．０５～１０μｍ程度
、好ましくは０．１～５μｍである。
【００９２】
（説明文印刷層）説明文印刷層２７としては、公知のグラビア印刷、スクリーン印刷、オ
フセット印刷などの印刷法で、使用方法、使用上の注意事項、警告、発行会社名などの各
種の情報が印刷される。
【００９３】
（保護層）保護層２９としては、各種の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、又は反応型樹脂が
、単独又はこれらの混合物等が使用される。
熱可塑性樹脂としては、例えば、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル共重合体、
塩化ビニル酢酸ビニルビニルアルコール共重合体、塩化ビニルビニルアルコール共重合体
、塩化ビニル塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニルアクリロニトリル共重合体、アクリル
酸エステルアクリロニトリル共重合体、アクリル酸エステル塩化ビニリデン共重合体、ア
クリル酸エステルスチレン共重合体、メタクリル酸エステルアクリロニトリル共重合体、
メタクリル酸エステル塩化ビニリデン共重合体、メタクリル酸エステルスチレン共重合体
、ウレタンエラストマー、ナイロン－シリコン系樹脂、ニトロセルロース－ポリアミド樹
脂、ポリフッカビニル、塩化ビニリデンアクリロニトリル共重合体、ブタジエンアクリロ
ニトリル共重合体、ポリアミド樹脂、ポリビニルブチラール、セルロース誘導体（セルロ
ースアセテートブチレート、セルロースダイアセテート、セルローストリアセテート、セ
ルロースプロピオネート、ニトロセルロース、エチルセルロース、メチルセルロース、プ
ロピルセルロース、メチルエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、アセチルセ
ルロース等）、スチレンブタジエン共重合体、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂
、クロロビニルエーテルアクリル酸エステル共重合体、アミノ樹脂、ポリアミド樹脂など
が適用できる。
【００９４】
熱硬化性樹脂または反応型樹脂としては、塗布液の状態では２００，０００以下の分子量
であり、塗布、乾燥後に加熱加湿することにより、縮合、付加等の反応により分子量が無
限大となるものが好適である。また、これらの樹脂のなかで、樹脂が熱分解するまでの間
に軟化または溶融しないものが好ましい。具体的には例えばフェノール樹脂、フェノキシ
樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタンポリカーボネ
ート樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、シリコン樹脂、アクリル系反応樹
脂（電子線硬化樹脂）、エポキシ－ポリアミド樹脂、ニトロセルロースメラミン樹脂、高
分子量ポリエステル樹脂とイソシアネートプレポリマーの混合物、メタクリル酸塩共重合
体とジイソシアネートプレポリマーの混合物、ポリエステルポリオールとポリイソシアネ
ートとの混合物、尿素ホルムアルデヒド樹脂、低分子量グリコール／高分子量ジオール／
トリフェニルメタントリイソシアネートの混合物、ポリアミン樹脂、ポリイミン樹脂およ
びこれらの混合物等である。
【００９５】
これらの樹脂を、適宜溶剤に溶解または分散して塗布液とし、公知のコーティング法で塗
布し乾燥して保護層２９とする。また、樹脂にモノマー、オリゴマー、プレポリマーなど
と、反応開始剤、硬化剤、架橋剤などを適宜組み合わせたり、あるいは、主剤と硬化剤と
を組み合わせて、塗布し乾燥して、乾燥または乾燥した後のエージング処理によって反応
させて、形成しても良い。該保護層２９の厚さは、０．５～３０μｍ程度、好ましくは１
～１０μｍである。
【００９６】
【実施例】
（実施例１）製造工程順に実施例を示す。
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（ａ）転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層、及び接着層を順
次積層してあり、前記高輝度インキ反射層が少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシ
アネート、またはセルロース誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有し、かつ、印刷
法で部分的に設けられている転写箔を作成する工程、
まず、転写基材１１として、厚さ２５μｍのルミラーＴ６０（東レ社製、ポリエステルフ
ィルム商品名）を用いた。この一方の面へ、剥離ニス４５－３（昭和インク社製、アクリ
ル系樹脂の剥離インキ商品名）を固形分１０質量％となるように溶剤で稀釈して、ロール
コーティング法で、乾燥後の厚さが１μｍになるように塗布し乾燥して、剥離層１３を形
成した。該剥離層１３面へ、ユピマーＬＺ０６５（三菱化学社製、紫外線硬化樹脂商品名
樹脂）を固形分２５質量％となるように溶剤で稀釈して、リバースロールコーティング法
で、乾燥後の厚さが３μｍになるように塗布し乾燥して、光回折層１５を形成した。該光
回折層１５面へ、スタンパを加圧（エンボス）してレリーフを賦形する。別途レーザー光
を用いて作ったマスターホログラムから、２Ｐ法で複製したスタンパを複製装置のエンポ
スローラーに貼着して、１５０℃で相対するローラーと間で加熱プレス（エンボス）して
、微細な凹凸パターンからなるレリーフを賦形させた。賦形後直ちに、高圧水銀灯で波長
が２００～４００ｎｍの紫外線を照射して硬化させた。
該光回折層１５面へ、真空蒸着法で、厚さが６００ｎｍになるように硫化亜鉛を蒸着して
、透明反射層１７を形成した。
該反射層１７面へ、ファインラップスーパーメタリックシルバーインキ（大日本インキ化
学工業社製、高輝度インキ商品名）１００質量部に対して、ＣＶＬハードナー（大日本イ
ンキ化学工業社製、硬化剤商品名）を５質量部を添加して、公知のグラビア印刷法で、乾
燥後の厚さが１μｍになるように塗布し乾燥して、所望の絵柄を有する高輝度インキ反射
層１８を形成した。
該高輝度インキ反射層１８面へ塩化ビニル酢酸ビニル共重合体が２５質量％、マイクロシ
リカ２５質量％となるように溶剤で稀釈して、グラビア印刷法で、乾燥後の厚さが２μｍ
になるように、全面に塗布し乾燥して、接着層１９を形成して、転写箔１を得た。該転写
箔１は、長尺の巻取り体である。
【００９７】
（カード本体３の作製）厚さ１８８μｍの白色ポリエチレンテレフタレートＥ２０（東レ
社製、片面易接着処理）の処理面へ、下記組成の組成物インキを、グラビアリバースコー
ト法で、乾燥後の厚さが１０μｍになるように、塗布し乾燥し、さらに８０℃で３日間エ
ージングして、磁気記録層２３を形成して、カード本体３とした。該カード本体３も、長
尺の巻取り体である。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９８】
（ｂ）該転写箔を、複数のカードを面付けした大判状態、又は長尺のウェブ状態のカード
基材の、少なくとも一方の面へ全面転写し、転写基材のみを剥離する工程、
上記の長尺のウェブ状態のカード本体３を、図４に図示する供給部４３から繰り出し、上
記転写箔１を供給部４１から繰り出し、該カード本体３のＰＥＴ面と該転写箔１の接着層
１９面とを、１５０℃の加熱した加熱ロール４５と受けロール４７との間で圧着して、転
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写基材１１のみを剥離して除去した。
該カード本体３の磁気記録層２３面へ、公知の白グラビアインキで、グラビア印刷法で、
ご使用上の注意分を印刷して、説明文印刷層２７とした。該説明文印刷層２７面へ、白色
着色料を取り除いた無色の説明文印刷層２７インキで、グラビア印刷法で、全面に印刷し
て、保護層２９とした。
【００９９】
（ｃ）転写基材が剥離されて露出した剥離層上へ、プライマ層を介して、半硬化状態のＵ
Ｖアンカー層を形成する工程、
次に転写基材１１が剥離されて露出した剥離層１３面へ、下記組成の組成物インキを、ロ
ールコート法で、乾燥後の厚さが１μｍになるように、塗布し乾燥し、プライマ層３１を
形成した。
・プライマ組成物
・バイロン３００（東洋紡績社製、ポリエステル商品名）　３０質量部
・ＶＭＣＨ（ＵＣＣ社製、塩ビ酢ビ共重合体商品名）　　　３０質量部
・ＭＥＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
そして、ウェブ状体をシートカットして、完成カードが５行６列の計３０面（枚）が採取
できる大判シートとした。該大判シートのプライマ層３１面へ、ユピマーＵ－３００２（
三菱化学社製、ＵＶ硬化樹脂商品名）を、ロールコート法で、厚さが２μｍになるように
塗布し、超高圧水銀ランプの３６５ｎｍ輝線を７５ｍＪ／ｃｍ 2照射して半硬化させて、
ＵＶアンカ層３３を形成した。
【０１００】
（ｄ）該半硬化状態のＵＶアンカ層３３上へ、オフセット印刷法で印刷層を形成し、該Ｕ
Ｖアンカー層とオフセット印刷層を同時に硬化する工程、
該ＵＶアンカ層３３面に、黄、赤、藍、及び墨色のＵＶカルトンインキ（ザ・インクテッ
ク社製、ＵＶオフセットインキ商品名）を用いて、オフセット印刷法で、会社名、及び絵
柄を印刷し、同時に下記組成のインキを用いて、全面に印刷した後に、超高圧水銀ランプ
の３６５ｎｍ輝線を１５０ｍＪ／ｃｍ 2照射して硬化させて、オフセット印刷層３５、Ｏ
Ｐ層３７とした。ＵＶアンカ層３３も硬化し、オフセット印刷層３５と強固に接着した。
・インキ組成物
・ＵＶカルトンメジューム
（ザ・インクテック社製、ＵＶオフセットインキ商品名）９０質量部
・ＷＡＸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
・レジューサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
【０１０１】
（ｅ）カードサイズへ打抜いてカードとする工程、
次いで、大判シートをカードサイズに打抜いて、実施例１の光回折層を有するカードを得
た。
該カードは、印刷画像（絵柄）、光回折画像（絵柄）、高輝度インキ画像（絵柄）とが、
グラフィックデザイン的に混在して、意匠性が良かった。また、偽造を試みても、極めて
困難である。さらにカラーコピー機でコピーしたが、高輝度インキ画像部分は黒くなり、
光回折画像（絵柄）部分はぼやけて、カードの画像を再現することはできなかった。従っ
て、コピー品は目視で容易に偽造品を判断できた。
【０１０２】
（実施例２）
（ａ）転写基材、剥離層、光回折層、透明反射層、高輝度インキ反射層を順次積層してあ
り、前記高輝度インキ反射層が少なくとも有機脂肪酸、メチルシリルイソシアネート、ま
たはセルロース誘導体で表面処理した金属蒸着膜細片を含有し、かつ、印刷法で部分的に
設けられている転写箔を作成する工程、
まず、転写基材１１として、厚さ１２μｍのルミラーＦタイプ（東レ社製、ポリエステル
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フィルム商品名）を用いた。この一方の面へ、剥離ニス４５－３（昭和インク社製、アク
リル系樹脂の剥離インキ商品名）を固形分１０質量％となるように溶剤で稀釈して、ロー
ルコーティング法で、乾燥後の厚さが１μｍになるように塗布し乾燥して、剥離層１３を
形成した。該剥離層１３面へ、ＳＵＺ－６００（ザ・インクテック社製、紫外線硬化樹脂
商品名樹脂）を固形分２５質量％となるように溶剤で稀釈して、リバースロールコーティ
ング法で、乾燥後の厚さが３μｍになるように塗布し乾燥して、光回折層１５を形成した
。該光回折層１５面へ、スタンパを加圧（エンボス）してレリーフを賦形する。別途電子
線描画法を用いて作製した、５０μｍ角の回折方向の異なる回折格子がランダムで、かつ
、隣接して隙間なく配置して、目視では砂目模様の意匠効果を示す絵柄模様で、２Ｐ法で
複製したスタンパを複製装置のエンポスローラーに貼着して、１５０℃で相対するローラ
ーと間で加熱プレス（エンボス）して、微細な凹凸パターンからなるレリーフを賦形させ
た。賦形後直ちに、高圧水銀灯で波長が２００～４００ｎｍの紫外線を照射して硬化させ
た。
該光回折層１５面へ、真空蒸着法で、厚さが６００ｎｍになるように硫化亜鉛を蒸着して
、透明反射層１７を形成した。
該反射層１７面へ、ファインラップスーパーメタリックシルバーインキ（大日本インキ化
学工業社製、高輝度インキ商品名）１００質量部に対して、ＣＶＬハードナー（大日本イ
ンキ化学工業社製、硬化剤商品名）５質量部、及び透明黄色染料を０．５質量部を添加し
て、公知のグラビア印刷法で、乾燥後の厚さが１μｍになるように塗布し乾燥して、所望
の絵柄を有する着色高輝度インキ反射層１８を形成して、転写箔１を得た。該転写箔１は
、長尺の巻取り体である。接着層１９は設けていない。
【０１０３】
（カード本体３の作製）厚さ１８８μｍの白色ポリエチレンテレフタレートＥ２０（東レ
社製、片面易接着処理）の処理面へ、下記組成の組成物インキを、グラビアリバースコー
ト法で、乾燥後の厚さが１０μｍになるように、塗布し乾燥し、さらに８０℃で３日間エ
ージングして、磁気記録層２３を形成して、カード本体３とした。該カード本体３も、長
尺の巻取り体である。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０４】
（ｂ）該転写箔を、複数のカードを面付けした大判状態、又は長尺のウェブ状態のカード
基材の、少なくとも一方の面へ全面転写し、転写基材のみを剥離する工程、
図６に図示するラミネータを用いてラミネート転写する。図６のように、上記の長尺のウ
ェブ状態のカード本体３を繰り出し、該カード本体３のＰＥＴ面へ、下記のドライラミ用
接着剤組成物を乾燥後の厚さが３μｍになるように、ロールコーティング法で塗布し乾燥
して、転写箔１の高輝度インキ反射層１８面とを、ラミネート部の１００℃の加熱した加
熱ロールと受けロール間で圧着して巻き取った。該巻取り体を８０℃で３日間エージング
した後に、公知の巻返機で転写基材１１のみを剥離して除去した。
・ドライラミ用接着剤組成物
・タケラックＡ－３１０（武田薬品工業社製、接着剤商品名）　１００質量部
・Ａ－１０（武田薬品工業社製、硬化剤商品名）　　　　　　　　　５質量部
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・メチルエチルケトン／トルエン等量混合溶媒　　　　　　　　　３０質量部
該カード本体３の磁気記録層２３面へ、公知の白グラビアインキで、グラビア印刷法で、
ご使用上の注意分を印刷して、説明文印刷層２７とした。該説明文印刷層２７面へ、白色
着色料を取り除いた無色の説明文印刷層２７インキで、グラビア印刷法で、全面に印刷し
て、保護層２９とした。
【０１０５】
（ｃ）転写基材が剥離されて露出した剥離層上へ、プライマ層を介して、半硬化状態のＵ
Ｖアンカー層を形成する工程、
次に転写基材１１が剥離されて露出した剥離層１３面へ、下記組成の組成物インキを、ロ
ールコート法で、乾燥後の厚さが１μｍになるように、塗布し乾燥し、プライマ層３１を
形成した。
・プライマ組成物
・バイロン３００（東洋紡績社製、ポリエステル商品名）　３０質量部
・ＶＭＣＨ（ＵＣＣ社製、塩ビ酢ビ共重合体商品名）　　　３０質量部
・ＭＥＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
そして、ウェブ状体をシートカットして、完成カードが５行６列の計３０面（枚）が採取
できる大判シートとした。該大判シートのプライマ層３１面へ、ウレタンアクリレート２
０質量部、イルガキュア１８４（チバスペシャルティケミカルズ社製、光重合開始剤商品
名）０．５質量部、トルエンとＭＥＫの等量混合溶剤７９．５質量部からなる組成物イン
キを、ロールコート法で、厚さが１μｍになるように塗布し、超高圧水銀ランプの３６５
ｎｍ輝線を７５ｍＪ／ｃｍ 2照射して半硬化させて、ＵＶアンカ層３３を形成した。
【０１０６】
（ｄ）該半硬化状態のＵＶアンカ層３３上へ、オフセット印刷法で印刷層を形成し、該Ｕ
Ｖアンカー層とオフセット印刷層を同時に硬化する工程、は実施例１と同様にした。
【０１０７】
（ｅ）カードサイズへ打抜いてカードとする工程、は実施例１と同様にした。次いで、大
判シートをカードサイズに打抜いて、実施例２の光回折層を有するカードを得た。
該カードは、印刷画像（絵柄）、着色光回折画像（絵柄）、高輝度インキ画像（絵柄）と
が、グラフィックデザイン的に混在して、意匠性が良かった。また、偽造を試みても、極
めて困難である。さらにカラーコピー機でコピーしたが、高輝度インキ画像部分は黒くな
り、光回折画像（絵柄）部分はぼやけて、カードの画像を再現することはできなかった。
従って、コピー品は目視で容易に偽造品を判断できた。
【０１０８】
【発明の効果】
回折層をカードに設ける３つの大きな障害を解決した、本発明の光回折層を有するカード
は、安価に製造でき、かつ、意匠性、セキュリティ性が高い。
光回折層１５の効果を高める部分的（絵柄的）な金属光沢の反射層を、既存の印刷法で設
けることができ、また、該光回折層１５をカード基材へ転写を連続転写する製造方法で、
安価に大量生産できる。。
さらに、光回折層上へ設ける印刷を、公知で既存のオフセット印刷で設けられるので、枚
数が限られた完成カードを印刷できる製造の全体から見て、非常に効率的である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の１実施例を示すカードの断面図である。
【図２】　本発明の他の１実施例を示すカードの断面図である。
【図３】　転写箔の転写層のカード本体への転写方法を説明する説明図である。
【図４】　従来の転写方法を説明する模式的な断面図である。
【図５】　本発明の転写方法を説明する模式的な断面図である。
【図６】　本発明の他の転写方法を説明する模式的な断面図である。
【符号の説明】
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１　転写箔
３　カード本体
１１　転写基材
１３　剥離層
１５　光回折層
１７　透明反射層
１８　高輝度インキ反射層
１９　接着層
２１　カ－ド基材
２３　磁気記録層
２５　プライマ層
２７　説明文印刷層
２９　保護層
３１　プライマ層
３３　ＵＶアンカ層
３５　オフセット印刷層
３７　ＯＰ層
４１、４３　供給部
４５　加熱ロール
４７　受けロール
４９　巻上げ部
５１　隔離部
５３　剥離された転写基材
５５　転写層
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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